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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月5日(2009.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アダマンタノール類と、メタクリル酸誘導体またはアクリル酸誘導体とを原料として、
一般式（１）で表される高純度アダマンチル（メタ）アクリレート類を製造する方法にお
いて、粗アダマンチル（メタ）アクリレート類中をアルカリ性水溶液で洗浄することを特
徴とする高純度アダマンチル（メタ）アクリレート類の製造方法。

【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ３は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数１～
２０のアルキル基、エーテル基を有する炭素数１～２０のアルキル基、炭素数１～２０の
ハロゲン含有アルキル基を示す。Ｒ4～Ｒ6は水素原子、炭素数１～６のアルキル基、ハロ
ゲン原子、炭素数１～２０のハロゲン含有アルキル基を示す）。
【請求項２】
　洗浄後に残留する無機アニオン濃度が１００ｐｐｍ以下である請求項１記載の高純度ア
ダマンチル（メタ）アクリレート類の製造方法。
【請求項３】
　無機アニオンがハロゲン類、硫酸イオン、硝酸イオンまたはリン酸イオンである請求項
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２記載の高純度アダマンチル（メタ）アクリレート類の製造方法。
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